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© Release-Schicht, Verfahren zu ihrer Herstellung sowie Verwendung 
@ Vakuumtechnisch aufgedampfte Trennschicht auf ei- 
nem Substrat, dadurch gekennzeichnet, daft sie ein orga- 
nisches Monomer ausgewShlt aus Triazin, 1,3,5-Triazrn 
oder dessen Salz, Melamin, Ammelin, Ammelid, Cyanur- 
saure, 2-Ureidomelamin, Melam, Melem, Melon oder Me- 
laminsalze wie Melamincyanurat, Melaminphosphat, Di- 
melaminpyrophosphat oder Melaminpolyphosphat oder 
funktionalisiertes Melamin wie. Hexamethoxy methyl- Me- 
lamin oder acrylatfunktionalisiertes Melamin oder eine 
Mischung davon enthalt. ^ 
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Beschreibung 

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine 
Trennschicht, ein Verfahren zu ihrer Herstellung sowie auf 
Verwendungen derartiger Schichten. 5 
[0002] Trennschichten, im folgenden Reiease-Schichten 
genannt, werden zum. Ablosen einer darauf aufgebrachten 
Schicht verwendet. Das Endprodukt stellt die abgeloste 
Schicht oder die partiell abgeloste Substratfqlie dar. Zum 
Beispiel wird die abgeloste Schicht zur Herstellung von Pig- 10 
menten oder Pragedrucken verwendet. Eine partielle Ab- 
deckung des Substrates vor der Beschichtung mit der Re- 
lease-Schicht strukturiert nach dem Ablosen der Abdeckung 
eine zusatzlich aufgebrachte Schicht. 

[0003] Bei der Herstellung von Pigmenten, z. B. Metallef- 15 
fektpigmenten auf Basis von Metallen fur Lackierungen, 
wird auf eine lackierte Polymerfolie, z. B. Polyethylenter- 
ephthalat (PET), eine einige 10 Nanometer dicke Schicht, 
z, B. Aluminium, vakuumtechnisch aufgedampft. Bei Ein- 
tauchen dieser beschichteten Folie in Losungsmittel, fur 20 
Aluminium z. B. Aceton, lost sich die (Aluminium-)Schicht 
von der Polymerfolie. Aus der gelosten Schicht werden an- 
schlieBend metallische Pigmente hergestellt. Um groBere 
Pigmente zu erhalten, wird die Alurniniumschicht zusatzlich 
beschichtet. Ein derartiges Verfahren ist beispielsweise in 25 
der US 3 949 139 offenbart. . 

[0004] Nach dem Stand der Technik wird die Polymerfo- 
lie zur Herstellung der Pigmente auBerhalb des Vakuums 
lackiert. 

[0005] Bei Pragefolien erfolgt nach dem Stand der Tech- 30 
nik die Ablosung der zweiten Schicht mittels eines erhitzten 
Pragestempels. 

[0006] Die JP 11-140626 A offenbart die Herstellung ei- 
ner polymeren Trennschicht aus einem polymerisierten 
Triazindithiolderivat. Die Polymerisation erfolgt nach 35 
CVD- oder PVD-Abscheidung des Triazindithiolderivats 
thermisch, durch UV-Bestrahlung, elektrolytisch oder ein 
anderes geeignetes Polymerisationsverfahren. 
[0007] Aufgabe der vorhegenden Erfindung ist es, Re- 
iease-Schichten, Verfahren zu ihrer Herstellung sowie Ver- 40 
wendungen derartiger Reiease-Schichten zur Verfugung zu 
stellen, die einfach und kostengunstig aufgebracht und ab- 
gelost werden konnen. 

[0008] Diese Aufgabe wird durch die Release-Schicht 
nach den Merkmalen des Anspruchs 1, das Verfahren zu ih- 45 
rer Herstellung nach den Merkmalen des Anspruchs 6 sowie 
durch die Verwendung nach Anspruch 4 oder 5 gelost 
[0009] Die vakuumtechnisch aufgedampfte Release- 
Schicht nach dieser Erfindung enthalt ein organisches Mo- 
nomer. Dadurch wird die Herstellung von Release-Schich- 50 
ten mit Hilfe vakuumtechnischer Beschichtungen auch bei- 
spielsweise bei niedrigen Temperaturen moglich. Als orga- 
nisches Monomer wird vorteilhafterweise ein wasserlosli- 
ches organisches Monomer verwendet. Dadurch kann die 
Verwendung umweltschadlicher Losungsmittel vermieden 55 
werden. Weiterhin wird durch Wasser das Substrat nicht ge- 
schadigt, so daB ein geringerer Materialverbrauch und damit 
geringere Produktionskosten resultieren. Bei vemachlassig- 
barer Schadigung des Substrates, beispielsweise einer Poly- 
merfolie, durch den gesamten ProzeB kann dieses erneut und 60 
sogar mehrfach verwendet werden, so daB sowohl die Um- 
weltbelastung als auch die ProzeBkosten verringert werden. 
[0010] Die Release-Schicht nach dieser Erfindung besteht 
aus einem Triazin, vorteilhafterweise einem 1,3,5-TViazin, 
dessen Salz oder einer Mischung hiervon. Als Triazine kom- 65 
men insbesondere Melamin, Ammelin, Ammelid, Cyanur- 
saure, 2-Ureidomelamin, Melam, Melem, Melon oder Mela- 
minsalze wie Melamincyanurat, Melaminphosphat, Dimela- 
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minpyrophosphat oder Melaminpolyphosphat oder funktkH 
nalisiertes Melamin wie Hexamemoxymemyl-Melainin 
oder acrylatfunktionalisiertes Melamin oder einer Mischung 
aus den obigen Substanzen in Frage. Diese Reiease-Schich- 
ten sind zum Teil wasserloslich und oft leicht zu entfernen. 
Vorteilhaf t an der Verwendung von Melamin bzw. Melarnin- 
derivaten ist insbesondere, daB die Verdampfungstempera- 
tur von Melamin lediglich ca. 200°C betragt. Dadurch tritt 
nur eine geringe thermische Belastung des Substrates sowie 
der in dem Verdampfer befindlichen Blenden oder Bander 
auf. Weiterhin lost sich Melamin in warmem Wasser, so daB 
nicht nur die Release-Schicht mit heiBem Wasser aufgelost 
werden kann, sondern auch die Reinigung der zur Herstel- 
lung der Release-Schicht verwendeten Vbrrichtungen ein- 
fach mit heiBem Wasser durchgefuhrt werden kann. 
[0011] Als Substrat eignen sich insbesondere flachige Ma- 
ted alien, insbesondere bandformige Materialien wie Folien 
aus Polymeren, da diese bei der Herstellung der erfindungs- 
gemaBen Reiease-Schichten nur gering thermisch belastet 
werden und bei der Ablosung der Release-Schicht lediglich 
mit Wasser in Kontakt kornmen. Als Poly mere eignen sich 
hierfur insbesondere Polyester, Polypropylen, Polyethyl?p- 0 
Poly amid, Polycarbonat oder deren Kombinationen. Aw- 
Materialien sind auch Papier, Karton, Metallbander oder de- 
ren Kombinationen geeignet. 

[0012] Diese erfindungsgemaBen Reiease-Schichten kon- 
nen insbesondere. zur Herstellung von Nanopartikeln, zur 
Herstellung von Pigmenten, beispielsweise metallischen Ef- 
fektpigmenten, Pigmenten aus HO2, SiO x oder anderen Oxi- 
den, fiir die Lackierung oder zur Herstellung von Pragefo- 
lien als auch zur Herstellung strukturiert beschichteter Sub- 
strate verwendet werden. In letzterem Falle stellt das Sub- 
strat mit der strukturierten Oberflache das erwunschte Vro- 
dukt dar. 

[0013] Bei Verwendung eines vorstrukturierten Substrates 
erfolgt eine Strukturierung der spater ab gelosten Partikel, 
insbesondere Nanopartikel. Somit wird die Struktur der Par- 
tikel uber die Struktur des Substrates bestimmt. 
[0014] Die Herstellung der erfindungsgemaBen Reiease- 
Schichten erfolgt durch vakuumtechnisches Aufbringen der 
Release-Schicht auf ein Substrat. Dabei kann das Substrat 
lediglich teilweise mit der Release-Schicht beschichtet wer- 
den, um durch Ablosung der nur teilweise aufgebrachten. 
Release-Schicht eine strukturierte Beschichtung des Su 
strates mit der Deckschicht zu erzielen. Dabei kann auch das 
Ablosen der Release-Schicht bereits innerhalb der Vakuum- 
kammer erfolgen, beispielsweise indem die Release-Schicht 
durch Erhitzten unter Vakuum entfernt wird. Es kann auch 
ein mehrfacher Schichtaufbau erfolgen, so daB eine unter- 
schiedliche Anzahl von Deckschichten in verschiedenen Be- 
reichen des Substrats anschlieBend abgelost werden konnen. 
Die weiteren Schichten und Deckschichten mussen nicht 
notwendigerweise vakuumtechnisch aufgebracht werden. 
Besonders vorteilhaft ist es jedoch, wenn die weiteren Deck- 
schichten und die Release-Schicht/Release-Schichten in 
derselben Vakuumkammer aufgedampft werden, beispiels- 
weise durch hintereinander angeordnete Verdampfungsquel- 
len. Dadurch erfolgt die gesamte Substratbeschichtung in le- 
diglich einem Arbeitsgang und es ergeben sich verringerte 
Herstellungskosten. 

[0015] Die weiteren Deckschichten mussen selbstver- 
standlich nicht notwendigerweise organische Mpnomere 
enthalten sondern konnen auch wie im Stand der Technik 
an org anise he Schichten, wie beispielsweise Aluminium- 
Schichten oder Oxidschichten sein. Die Release-Schicht 
kann auch durch, gegebenenfalls mehrfaches, Lackieren, 
Beschichten oder Kaschieren mit der Deckschicht versehen 
werden. Die Beschichtung kann in einer weiteren Vakuum- 
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anlage erfolgen. 

[0016] Als Verfahren zur vakuumtechnischen Aufbrin- 
gung der Release-Schicht/Release-Schichten beziehungs- 
weise der Deckschicht/Deckschichten stehen neben weite- 
ren Verfahren insbesondere thermisches Verdampfen, Ka- 
thodenzerstaubung oder chemische Gasphasenabscheidung 
(CVD) zur Verfugung. Dabei kann das Substrat vor dem 
Aufdampfen jeder einzelnen Schicht mit einer Plasmaquelle 
vorbehandelt werden, um die Anhaftung der aufzutragenden 
Schicht auf der zuvor aufgetragenen Schicht zu verbessern. 
[0017] Im folgenden werden Beispiele der erfindungsge- 
mafien Release-Schicht so wie Beispiele vom Verfahren zu 
ihrer Herstellung beschrieben. 
[0018] Es zeigen 

[0019] Fig, 1 den prinzipiellen Aufbau einer herkommli- 
chen Vakuum-Bandbedampfungsanlage und 
[0020] Fig. 2 den prinzipiellen Aufbau einer Vakuum-Be- 
dampfungsanlage fur das erfindungsgemafie Verfahren; 
[0021] Fig. 3 den prinzipiellen Aufbau einer weiteren Va- 
kuum-Bedampfungsanlage fur das erfindungsgemafie Ver- 
fahren; 

[0022] Fig. 4 den prinzipiellen Aufbau einer weiteren Va- 
kuum-Bedampfungsarilage fur das erfindungsgemafie Ver- 
fahren. 

[0023] Die Vakuum-Bedampfungs anlage nach dem Stand 
der Technik, wie sie in Fig. 1 gezeigt ist, besitzt eine Be- 
schichtungskammer 1, in der sich ein Verdampfer 2 befin- 
det. Mit diesem Verdampfer 2 wird das Material fur eine 
herkommliche Release-Schicht in eine Gasphase 7 uber- 
fuhrt. Weiterhin weist diese herkommliche Anlage eine Ab- 
wickelrolle 4 und eine Aufwickelrolle 5 fiir eine Polymerfo- 
lie 6 auf. Diese Folie wird uber eine Beschichtungswalze 3 
gefuhrt, und taucht dadurch in die Gasphase 7 des aufzutra- 
genden Materiales ein. Dadurch wird die Polymerfolie mit 
der Release-Schicht beschichtet. Anschliefiend an diese in 
der Vakuum-Bandbedampfungsanlage erfolgte Beschich- 
tung wird die Folie aufierhalb dieser Anlage beispielsweise 
lackiert. 

[0024] Fig. 2 zeigt den Aufbau einer Vakuum-Bandbe- 
dampfungsanlage fur das erfindungsgemafie Verfahren. 
Diese Bandbedampfungsanlage weist zwei Beschichtungs- 
kammern 1, T auf, die voneinander durch eine Zwischen- 
wand 10 getrennt sind. Wie bei der herkommlichen Bandbe- 
dampfungsanlage sind zwei Wickelrollen 4, 5 in der Band- 
bedampfungsanlage angeordnet, um eine Polymerfolie von 
der Abwickelrolle 4 auf die Aufwickelrolle 5 zu wickeln. 
Die Polymerfolie 6 wird dabei uber eine Beschichtungs- 
walze 3 eine Umlenkrolle 9 sowie eine Beschichtungswalze 
3' gefuhrt. 

[0025] In den jeweiligen Beschichtungskammern 1, 1' be^ 
findet sich jeweils ein Verdampfer 2, 2\ Der Verdampfer 2 
verdampft dabei Melamin zur Erzeugung einer. Release- 
Schicht auf dem Polymerband 6. Der Verdampfer 2' enthalt 
Metalle, um auf der Folie 6 eine Pigmentschicht abzulagern. 
Die Beschichtungswalze 3 ist dabei in der Nahe des Ver- 
dampfers 2 und die Beschichtungswalze 3! des Verdampfers 
2' so angeordnet, dafi die um diese Beschichtungswalzen ge- 
fuhrte Polymerfolie aus Poly e thy lenterephthalat (PET) in 
die von den jeweiligen Verdampfern erzeugte Gasphase ein- 
taucht. Zwischen den beiden Beschichtungswalzen 3 und 3' 
wird die Polymerfolie uber eine Umlenkrolle 9 gefuhrt. 
[0026] In der beschriebenen Vakuum-Bandbedampfungs- 
anlage wird nunmehr die Polymerfolie von der Abwickel- 
walze 4 uber die Beschichtungswalze 3 gefuhrt und dabei 
mit einer Melaminschicht als Release-Schicht versehen. 
Uber die Umlenkrolle 9 wird die Polymerfolie 6 dann wie- 
derum aus der Melamingasphase herausgefiihrt und an- 
schliefiend in die metallische Gasphase, die von dem Ver- 


dampfer 2' erzeugt wird, eingebracht. Dort wird die mela- 
minbeschichtete Polymerfolie 6 mit Metallpigmenten be- 
schichtet. Anschliefiend wird die fertige Polymerfolie auf 
die Aufwickelwalze 5 aufgewickelt. 
5 [0027] Bei dem hier beschriebenen Verfahren tritt auf- 
grund der niedrigen Verdampfungs tempera tur von ca. 
250°C in dem Verdampfer 2 nur eine geringe thermische Be- 
lastung der Polymerfolie und der Beschichtungsblenden 
bzw, Zwischenwande 10 auf. Weiterhin konnen diese ein- 
10 fach mit heifiem Wasser von dem aufgetragenen Melamin 
gereinigt werden. 

[0028] Vorteilhaft an der beschichteten Polymerfolie ist, 
dafi die Release-Schicht aus Melamin durch Eintauchen in 
heifiem Wasser aufgelost werden kann und sich dadurch die 
15 zweite aufgedampfte Metallpigmentschicht von der Poly- 
. merfolie 6 ablost. 

, [0029] Fig. 3 zeigt eine weitere Beschichtungskammer fur 
das erfindungsgemafie Verfahren, wobei ahnliche Teile mit 
entsprechenden Bezugszeichen wie in Fig. 2 versehen sind. 
20 Die Vakuum-Bandbedampfungsanlage in Fig. 3 weist wie- 
derum eine Abwickelwalze A und eine Aufwickelwalze 5. 
fur eine Folie 6 auf. Diese. Folie 6 wird um eine Bedamp- 
fungswalze 3 herumgefuhrt. Seitlich und unterhalb der Be- 
dampfungswalze 3 sind zwei Bedampfungskarnmern 1,1' 
25 angeordnet mit jeweiligen Verdampfern 2 bzw. 2'. Der Ver- 
dampfer 2 ist in dem Bereich angeordnet, in dem die Folie 6 
zwischen der Abwickelwalze 4 und der Bedampfungswalze 
3 gespannt ist. Durch ihn wird Melamin als Release-Schicht 
auf die Folie 6 aufgetragen. Mit dem Verdampfer 2*, der sich 
30 unterhalb der Bedampfungswalze 3 befindet, wird die Folie 
mit Metallpigmenten beschichtet, bevor sie wieder auf die 
Aufwickelwalze 5 aufgewickelt wird. 

[0030] In Fig. 4 ist ein anderes Prinzip zur Erzeugung von 
Metallpigmentpartikeln mittels des erfindungsgemaBen Ver- 
35 fahrens beschrieben. Die Vakuum-Bedampfungs anlage aus 
Fig. 4 ist wiederum bei .entsprechenden Teilen mit entspre- 
chenden Bezugszeichen wie in Fig. 3 versehen. Sie weist 
wiederum zwei Bedampfungskarnmern 1, 1' mit jeweils ei- 
nem Verdampfer 2, 2' auf, die beide um eine Bedampfungs- 
40 walze 3 angeordnet sind. Im Gegensatz zu Fig. 3 wird hier 
jedoch ein auf der Bedampfungswalze 3 umlaufendes Me- 
tallband oder die Metallwalze selbst von den Bedampfem 
beschichtet, statt einer um die Bedampfungswalze 3 herum- 
gefiihrten Folie. In der Beschichtungskammer 1 wird zuerst 
45 die Metallwalze 3 bzw. das auf dieser umlaufende Metall- 
band 6 mit Melamin und anschliefiend in der Bedampfungs- 
kammer 1' mit Metallpartikeln, wie beispielsweise Alumi- 
nium, beschichtet. Auf dem weiteren Umfang der Bedamp- 
fungswalze 3 ist eine Warmequelie 11 sowie eine Ablose- 
50 walze 12 und eine Ablosekammer 13 angeordnet. Ein auf 
der Bedampfungswalze durch die Verdampfer 2 und 2' mit 
• Melamin und Aluminium beschichteter Bereich der Be- 
dampfungswalze 3 bzw. des umlaufenden Bandes lauft wah- 
rend einer Umdrehung der Bedampfungswalze 3 bzw. des 
55 umlaufenden Bandes folglich auch an der Warmequelie und 
der Ablosewalze 12 vorbei. Von der Warmequelie 11 wird . 
die Bedampfungswalze 3 bzw. das umlaufende Band auf ca. 
250°C aufgeheizt. Dadurch verdampft im Bereich der War- 
mequelie 11 und der Abl6sewalze 12 das Melamin und das 
60 oberhalb dieser Melamin-Release-Schicht aufgetragene 
Aluminium lost sich von der Metallwalze 3 bzw. dem auf 
dieser umlaufenden Metallband 6. Das Aluminiumpigment 
wird anschliefiend in der Ablosekammer 13 gewonnen und 
aus der Vakuumkammer entfernt. Damit steht der nunmehr 
65 melamin- und aluminiumfreie Bereich auf der Metallwalze 
3 bzw. dem auf dieser umlaufenden Metallband 6 wiederum 
zur Bedampfung in den Bedampfungskarnmern 1 und 1* mit 
Melamin und Aluminium zur Verfugung. Der Vorteil dieses 
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Verfahrens liegt im kontinuierlichen Betrieb der Anlage, da . 
kein Rollenwechsel von Abwickelrollen 4 und Aufwickel- 
rollen 5 und Rollenmaterial 6 wie bei den Fig. 1 bis 3 be- 
schrieben, notwendig ist. 1 

[0031] Weitere Moglichkeiten einer Vorrichtung und eines 5 
Verfahrens wie zii Fig. 4 beschrieben, bestehen darin, daB 
die Ablosung der aufgedampften Schichten im Vakuum er- 
folgen kann, das heiBt, beispielsweise die Ablosekammer 13 
unter Vakuum steht. Als Abibseverfahren stehen auBer Er- 
hitzen der Walze 3 oder des umlaufenden Bandes an der ent- 10 
sprechenden S telle auch Verfahren unter Verwendung von 
Elektronenstrahlen, Laser und/oder Photonenstrahlung bzw. ' 
Infrarotstrahlung zur Verfugung. Der Ablosevorgang kann 
auch so gesteuert werden, daB vor dem Ablosen die Qualitat 
der aufgedampften Schichten mit geeigneten Methoden ge- 15 
priift wird und anschlieBend die Schichten, die die ge- 
wunschten Qualitatsmerkmale zeigen, partiell und/oder in 
Stufen, z. B. in verschiedenen Ablosekammem, in Abhan- 
gigkeit von ihrer Qualitat abgelost werden. 

20 

Patentanspriiche 

1. Vakuumtechnisch aufgedampfte Trennschicht auf 
einem Substrat, dadurch gekennzeichnet, daB sie ein 
organisches Monomer ausgewahlt aus Triazin, 1,3,5- 25 
Triazin oder dessen Salz, Melamin, Ammelin, Amme- 
lid, Cyanursaure, 2-Ureidomelamin, Melam, Melem, 
Melon oder Melaminsalze wie Melamincyanurat, Me- 
laminphosphat, Dimelarninpyrophosphat oder Mela- 
minpolyphosphat oder funktionalisiertes Melamin wie 30 
Hexamethoxymethyl-Melamin oder acrylatfunktiona- . 
lisiertes Melamin oder eine Mischung davon enthalt. 

2. Trennschicht nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Substrat aus flachigen, insbesondere 
bahnformigen Materialien wie beispielsweise Folien 35 
aus Polymeren wie beispielsweise Polyester, Polypro- 
pylen, Polyethylen, Polyamid, Polycarbonat, Papier, 
Karton, Metallbander oder deren Kombinationen be- 
steht. 

3. Trennschicht nach mindestens einem der vorherge- 40 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Substrat vorstrukturiert ist, beispielsweise als gepragte 
bandfbrmige Materialien, beispielsweise aus Metallen 
oder Kunststoffen oder durch Lackierurig, beispiels- 
weise UV-hartbare Lackierung. 45 

4. Verwendung einer Trennschicht nach mindestens. 
einem der Anspriiche 1 bis 3, zur Herstellung von Na- 
nopartikeln, zur Herstellung von Pigmenten, beispiels- 
weise metallischen Effektpigmenten, fur die Lackie- 
rung oder zur Herstellung von Pragefolien. 50 

5. Verwendung einer Trennschicht nach mindestens 
einem der Anspriiche 1 bis 3 zur Herstellung struktu- 
rierter Oberflachen auf einem Substrat. 

6. Verfahren zum Herstellen einer Trennschicht nach 
mindestens einem der Anspriiche 1 bis 3 auf einem 55 
Substrat, dadurch gekennzeichnet, daB die Release- 
Schicht vakuumtechnisch auf das Substrat aufgebracht 
wird. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich- 
net, daB das Substrat nur teilweise mit der Trennschicht 60 
beschichtet wird. 

8. Verfahren nach einem der Anspriiche 6 oder 7, da- 
durch gekennzeichnet, daB auf die Trennschicht minde- 
stens eine weitere Decks chic ht aufgebracht wird. 

9. Verfahren nach einem der Anspriiche 6 bis 8, da- 65 
durch gekennzeichnet, daB die mindestens eine weitere 
Deckschicht und die Trennschicht in derseiben Vaku- 
umkammer aufgedampft werden. 


10. Verfahren nach mindestens einem der Anspriiche 8 
oder 9, dadurch gekennzeichnet, daB die Trennschicht" 
und gegebenenfalls die mindestens eine weiter Deck- 
schicht durch thermisches Verdampfen, Kathodenzer- 
staubung oder CVD aufgedampft wird. 

1 1 . Verfahren nach mindestens einem der Anspriiche 8 
bis 10, dadurch gekennzeichnet, daB als weitere Deck- 
schichten anorganische Schichten, wie Al-Schichten 
oder Oxid-Schichten aufgedampft werden. 

12. Verfahren nach mindestens einem der Anspriiche 6 
bis 11, dadurch gekennzeichnet, daB die Trennschicht 
anschlieBend, gegebenenfalls mehrfach lackiert, be- 
schichtet oder kaschiert wird. 

13. Verfahren nach mindestens einem der Anspriiche 6 
bis 12, dadurch gekennzeichnet, daB das Substrat vor 
dem Aufdampfen einer der Schichten mit einer Plas- 
maquelle vorbehandelt wird. 

14. Verfahren nach einem der Anspriiche 6 bis 13, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Trennschicht und gege- 
benenfalls die weiteren Deckschichten anschlieBend 
abgelost wird. 

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekehp >, 
zeichnet, daB die Trennschicht und die gegebenenfaL: 
weiteren Deckschichten durch Erhitzen und/oder unter 
Verwendung von Elektronenstrahlen, Laser, Photonen- 
strahlung und/oder Infrarotstrahlung abgelost wird. 

16. Verfahren nach Anspruch 14 oder 15, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Trennschicht und gegebenenfalls 
die weiteren Deckschichten im Vakuum abgelost wird. . 

17. Verfahren nach einem der Anspriiche 14 bis 16, da 
durch gekennzeichnet, daB vor dem Ablosen der 
Trennschicht und gegebenenfalls der weiteren Deck- 
schichten die Qualitat der aufgedampften Schichten 
mit geeigneten Methoden gepriift wird und anschlie- 
Bend die Schichten, die die gewiinschten Qualitats- 
merkmale zeigen, partiell und/oder in Stufen, beispiels- 
weise in verschiedenen Ablosekammem, in Abhangig- 
keit von ihrer Qualitat abgelost werden. 
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